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Плазма - четвертое агрегатное состояние, частично или полностью ионизированный газ, в составе которого присутствуют электроны, ионы и нейтральные частицы. У технологии плазменной очистки есть ряд преимуществ, которые позволяют добиваться хороших результатов: очистка в микроскопических зазорах; отсутствие повреждений чувствительных поверхностей; низкие технологические издержки; нет необходимости в дальнейшей очистке (растворителей, химических средств);  такие свойства, как смачиваемость и адгезия поверхности растут благодаря увеличению свободной энергии поверхности [1, 2]. 
В лаборатории кафедры «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им.Н.Э.Баумана были проведены исследования по очистке диэлектрических (ситалловых) подложек в плазме Ar на установке плазменного травления TRION SIRUS T2. Оценка качества очистки проведена на гониометре ЛК-1. Была построена зависимость угла смачивания от времени очистки (Рисунок). 
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	Изменение угла смачивания ситалловой подложки в зависимости от времени плазменной очистки в среде Ar


В результате проведенных исследований и обработки полученных данных, выявлено, что первоначальные загрязнения были полностью удалены с ситалловой подложки в первые 5-20 минут процесса плазменной очистки. Об этом свидетельствует более резкое уменьшение зависимости угла смачивания от времени процесса в первые 20 минут. 
В дальнейшем планируется построение математических моделей для угла смачивания в зависимости не только от времени, но и от технологических параметров процесса. 
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